Néazev veiejné zakazky:

Dodavka pulznich bipolarnich elektrickych zdroji TruPlasma Bipolar 4010 a
TruPlasma Bias 4003 pro pulzni magnetronové rozpraSovani I1.

Odivodnéni vymezeni technickych podminek podle § 156 odst. 1 pism. ¢) ZVZ

Technickd podminka:

1. Pulzni  bipoléarni
elektricky zdroj
TruPlasma Bipolar 4010
pro pulzni magnetronové
rozpraSovani  jednoho
nebo dvou teréa pri
opakovaci frekvenci do
50 kHz (dva terce) a 100
kHz (jeden ter¢)

Vyrobce: Trumpf
Huettinger Sp.z  o.0.
(Polsko)

Stiedni vykon v periodé:
2x5 kW

Maxim. napéti: -800 V
Zapojeni s 1 teréem
Opakovaci frekvence
pulza: 4-100 kHz

Strida (duty cycle): 20-80
%

Zapojeni s 2 ter¢i (dualni

2. Pulzni  bipoléarni
elektricky zdroj
TruPlasma Bias 4003 pro
generaci bipolarniho
pulzniho predpéti na
substratu

Vyrobce: Trumpf
Huettinger Sp.z  o.0.
(Polsko)

Stiedni vykon v periodé:

Oduavodnéni

Tyto technické podminky jsou nezbytné pro nésledujici aplikace:

Depozice vrstev kovu a reaktivni depozice vrstev oxidu, nitridd a oxynitrida pfi
praméru rozpraSovaného terée 50 mm.

Elektricky zdroj musi p¥itom umoZiovat:

Pulzni bipolarni magnetronové rozpraSovani (rychla detekce elektrickych oblouku a
jejich eliminace) jednoho nebo dvou tercu pti opakovaci frekvenci pulza napéti do
50 kHz (dva terce) a 100 kHz (jeden ter¢). Pfitom je potiebnd vysokd hodnota
maximalniho z&porného napéti -800 V, schopnost zdroje generovat obdélnikove
pulzy, tj. udrZet konstantni hodnotu napéti i pii velkych zménach impedance
plazmatu v prabéhu pulzi, a moZnost generovat zaporné napé&t'ové pulzy s odliSnymi
délkami na obou ter¢ich v duéInim usporadani.

Ptitom je poZadovana moznost nastavit odlisné doby pulzi pro oba terce v dudlnim
usporadani. Toho lze vyuzit k velmi jednoduchému a ptitom extrémné citlivému
fizeni chemického slozZeni a struktury vznikajicich tenkych vrstev, nebot’ mnoZstvi
rozpraSeného materialu z daného terce je umérné dobé, po kterou je béhem periody
rozpraSovan.

Schopnost nastavit napéti az -800V a piedevSim schopnost udrzet obdélnikovy tvar
pulzt i pfi vysokém zatiZzeni zdroje je zasadni pro spravnou fyzikalni interpretaci
d&ja ve vyboji a pro pochopeni slozitych plazmatickych a plazmochemickych
procesu béhem depozice.

Tyto technické podminky jsou nezbytné pro nésledujici aplikace:

Depozice vrstev kovu a reaktivni depozice vrstev oxidd, nitrida a oxynitrida na
podloZce o praméru do 120 mm.

Elektricky zdroj musi pFitom umoZiovat:

Vytvareni asymetrického bipolarniho pulzniho predpéti na substratu pti opakovaci
frekvenci do 100 kHz, pti soucasné rychlé detekci elektrickych oblouka a jejich
eliminace a pti schopnosti generovat obdéInikové pulzy napéti, tj. udrzet konstantni
hodnotu napéti i pii velkych zménach impedance plazmatu v priabéhu pulzi. Déle
jsou potiebné 2 mody ¢innosti zdroje:

Vysokonapét'ovy mod s maximalni hodnotou zaporneho piedpéti -1200 V je klicovy




3 kw

Opakovaci frekvence
pulza: 2-100 kHz
Maximélni  napéti -

vysokonapétovy mod:
1200 V

Maximalni  napéti

nizkonapétovy mod:
300V

Doba mezi zapornymi
pulzy: 1-10 ps

Kladné napéti  mezi
zépornymi pulzy: 15%

z&porného napéti

pro efektivni ¢iSténi povrchu substratt a subplantaci ionta rozpraSovaného materialu
do povrchu substratt pred depozici, coZ vede ke zvy3eni adheze vytvarenych vrstev
na podlozkéch z ruznych materiali.

Nizkonapétovy pulzni méd s maximalni hodnotou zaporného piedpéti -300 V méa
zésadni vyznam pro vytvareni novych tenkovrstvych materiala s fizenou strukturou.
Vysoka frekvence obdélnikovych pulzi az 100 kHz umoZnuje predpéti efektivné
aplikovat i v ptipadé nevodivych vrstev (oxidy, nitridy, oxynitridy). RovnéZ je nutna
moznost synchronizace pulzt piedpéti s pulzy na rozpraSovaném terci, ¢ehoz se da
vyuZit zejména k potlaceni/zvyraznéni efektu bombardu podlozky kladnymi ionty
pracovniho plynu a k potlageni/zvyraznéni efektu bombardu podlozky kladnymi
ionty rozpraSeného materidlu. MoZnost fidit energii raznych druht ionta
dopadajicich na podlozku otevird nové moznosti pro vytvaieni materiala s unikatni
strukturou a s fizenym vnitfnim pnutim vrstev.
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